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"MAGNETRON SPUTTERING"
(CONSTRUCXO E APLICACXD)

Sebastific Eleutério Fllho*, Fduardo A. Farah
e Sérgio A. B. Bilac
Instituto de Fisica - Universidade FEstadual
de Campinas - C.P. 6165 - Campinas - 5. P.
Construimos um sistema de vacuo para a
depcslcﬁo de filmes p@la técnica "magnetron
sputtering” Foram projetados e construidos
eletrodos de varlas configuracdes com [(mis
permanentes para o confinamento de plasma.
As geometrias empregadas foram  planares
(circulares e retangular). Os catodos foram
caracteri{zados pela curva [-V em fungio
da pressfio de géas (ArgdSnio). 0 "magnetron”
retangular foi o que apresentou melhores ro-
sultados, se comparados com a atual biblio-

grafiia do assunto.
vacuo, "magnetron sputtering”, curva [-V.

1. INTRODUGCKXO

0 "sputtering” realizado por eletrodos do tipo "mag-
netron” [1]1 [2]1, utiliza campos magnéticos gerados por (mis
permanentes ou eletro-imds, para atuarem como armadilhas de
elétrons; fatc este que gerard, se comparado ac "sputtering”
convencional, um grande aumento do efeito lonizante na re-
gi%o proxima & superficie do catodo, poagj?illtando o traba-
lho a press@ies balxas (aproximadamente 10" ' Terr). 0 projeto
vigsa utilizar somente materiais de fabricacl®c nacional e de
custo ndo elevado, como por exemplo, © uso de m3s encontra-
“dos em alto-falantes.
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A grande maloria dos clétrons confinados ndo sal das
proximidados do catndo, consequentemente ndo so observa no
processo de "magnetron sputtering” o aguocimento oxcoosivo
do substrato por bombardeamente de cldkrons secundérios.

0 aumento da eficiéncia do procesag ¢ responsdvel pela  ob-
tonglo do taxas do doposicio de 1000 a 10000 malorezs que ©
"sputtering” convencional possibillitando a confccglo do  ca-

madas com espessuras de microns em tempos reogtritos a minu-
tos [3].

0 modo "magnetron”, obedeco a uma relagfio da forma
—
1=kV
onde | & a corrente no catodo € V, o potenclal no mesmo. O

fndice "n” nos d4 uma medida do confinamento, ou seja, a per-
formance da armadilha de clétrons; indicando que quanto malo
r for o "n", mals oficlonte sord a4 geometrla [(1].

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
2.1 Fquipamento

0 equipamcnto consta de uma cimara cilindrica verti-
cal com entradas, para o catodo o admisgss3o de gases com fin—
»o controlade por wélvulas do tipoe agulha (Edwards FV5)., O
sistema do vdcuo consta de uma bomba moeci3nica (Welch mod.
1402) ¢ uma bomba de difusf%o (Edwards E04) com arrefecimento
& dgua refrigurada, um "baffle” de dgua também refrigorada o

um "trap” de Nitrgénio !fgquide (LN;). As press@ecs na chlmara
e na bomba foram detorminadas através de dols medidores deo
proennfio dos tipos, termopar e Penning (fig.1J.

2.2 CONSTRUCKD DOS "MAGNETRONS™

Utilizamos trés geoomelrlas (digtribuicfio dos im%s no
corpo do catodc); duas circulares e uma retangular.

As geometrias clrculares s%o apreszecntadas abalxo
(fig.2 (a) (b)) o constituem-se do um corpo do lat3o (cato-
do) no qual & fixado uma pega (alvo), no nossc caso fcito de
Cobre.
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fig.1: configuragfio do cquipamento

f1g.2: fonte "magnetron sputtering” planar-circular
(a) geometria com dois fmis; (b) um sd fm3
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A goometria retangular (f1g.3) foi confocclonada de
modo anslogo, porém, com alveo de lat¥o,

imés corpo

fig,SQ fonte "magnetron sputtering” planar-retangu-
lar

Estee catodos possuem dutos de entrada ¢ =safda de
dgua com vistas ao seu resfrlamento.

2.3 CONFIGURACKO ELETRICA E DE HEDIDAS

A parte eldétrica do sistema consta de uma fonto de
corrente contfnua (0-1kV,1AY, uma resist&ncia varidvel
(reostato); as medidas de corrente e tens%o foram fornecldas
por dois multimetros acoplados ac circuito (fig.4).

3. RESULTADOS
3.1 CARACTERIZACXKO

Investigamos a caracterfstica 1-V do dispositivo om
funglc da pressfo de Argdnlio, caracterfstica essa que roeve-
lard a efici&ncia do confinamento.

Obtivemosz tré&s graficos, cada um deles apresentando
os pontos experimentals (para vérias presstcs) para as Lrés
goometrias empregadas (figs. 5, &, 7).

4. DISCUSSX0 E CONCLUSXO

0 desempenho das geometrias fol comparado com as
curvas [-V das referéncias [1] (4] e a partir disse, anali=
sando-se as curvas obtidas nas caracterizagtes cfectuadas,
notamos que o confinamento proporclonado pelos (m3s estd ra-—
zoavelmente bom.
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flg.4: esquema elétrico do sistcma
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f1g.5: curva 1-V, f{m% circular com fm% central
alvo: Cobre gés:Argdnio
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f1g.6: curva -V, |m¥ circular esem (m¥ central
alvo: Cobre gés: Argbnio
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flg.7: curva 1-V, fm3 retangular
alvo: lat3o géds:Argbnic
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Os valores de "n” obtidos, indicam que & gecomelria
retangular é a mals oficlente das que foram utilizadas ¢ sc
presta perfeitamentc para a depogiciio de filmecs. A curva ca-
ractorfztica obtida para esta goometria ¢ bastante scmelhan-
te as curvas existeontes na literatura (a curva que denota
MR-UNICAMP ostA superposta ae griafico encontrade em (512
(fig.&8) . i ;
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fig.8: comparagfo MR-UNICAMP/1{teratura

Quanto s geometrlas circulares, o conflnamento * n¥o
&4 t% eflciente, talvez dovido ao fate do campo magnébico
n¥o ger t¥Ho intenso quanto no caso anlorior.
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